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Doublc −pulsed　CH 　planaτ 1aser　induced　fluorescence（PLIF）measurcments 　have　been　developed　to　investigate　the

dynamics　ofthe 　flame　elements 　in　mrbulent 　premixed　flames．　The　direct　measurements 　of 　flame　displacement　spccd 　of

thc　 name 丘onts 　 wcre 　 conducted 　 in　 relatively 　 high　 Reynolds 　 number 　 turbuient　 premixed　 flames．　 By 　 applying

cross−correlation 　method 　fbr　successive 　CH 　images 　capturod　with 　minuto 　time　interva1，10ca且displacement　specds 　of

冂ame 　front　are　well 　measured ．　Displacement　speed 　of 山e　local　flame　element 　is　Df 　the　order 　of ガ  and 　probability
density　fimctions　coincide 　very 　well 　for　all　Reynolds　number 　cases 　under 　the　norrnalization 　by　u

’
砺
．

1 ，緒論

　乱流燃焼モ デルに おいて ，局所火炎要素の 動的特性の モ デル化

は，乱 流燃焼速度の予測精度等に大きな影響を及 ぼす．Flamelet

モデルで ｝よ 局所的な火炎要 素の 移動速 度 を火炎要 素の 曲率 及び

火炎面に作用する 接線方向歪み速度の 関数と して 表現するが，そ

れ らの関係を直接実験的に検証した研 究は殆ど存在しない．乱流

火炎の 火炎構造を計測する方法として ，中間生成物等の 平面 レー

ザ 誘起蛍光法（PllF）が 頻繁に用い られて い る．　CH ラ ジカル は火炎

面近傍にのみ 存在し，火炎面にお いて鋭い ピークを示 す特性があ

るため，CH ラジカル の PLIFによ り火炎面の 二 次元 断面形状 を計

測する こ とができる〔1膕 ．しかし，通常の PHF 計測の 時間 分解能

は低い ため，乱 流 中の火 炎面の 非定常特性 を検 討する こ とはで き

な い ．そ こで 本研究で は，ス ワ
ール ・バー

ナ上 に形 成され る メ タ

ン
・空気乱流予混合火炎に対して，ダブルパ ルス CHPLIF 計測法

を適用 し， 得 られた微小時間間隔異なる火炎面情報か ら火炎面の

移動速 度を直 接算出す るこ とで，乱流 予混合 火炎 の 局所火炎要素

の 幾何学的特性と動的特性の 関係等を明らかにする こ とを目的と

して い る．

2 ．ダブルパ ルス CH 臥」F計測システム

　本研 究で用 い た ダブルパ ルス CHPLlF 計測 シ ス テ ムの 概 略 を図

1 に示す．（H の PUF 計測には 励起バ ン ドとして 390．30m 皇付

近の B2Σ 一x2n（o，o）振動バ ン ドの Ql（7．5）吸収線を，検出バ ン ドと

して 4204Uanm の A−X（1．1），（O，
O）バ ン ドとB−X （0，

1）バ ン ドを用 い た．

計測シ ス テム は 2 組の レ
ー
ザ ・シ ステム と2 台の ICCD カメ ラか

ら構成されてお り，それぞれの レーザか ら発 振され た光は偏光ビ

ーム ス プリッタ
ーによ り同t 光軸上 に導か れ 任意の 時間間隔で

計測領域に照射され る．

3 ．火炎面の 移動速度

　本研究で は，ダブルパ ルス CHPLIF により得 られた微小時聞異

な る連続した ca ラ ジカル の蛍光強度分布 に対 して，粒子画像流

速誼Plv）で 用 い られ て い る 相互相関法 を適用する ことで，火炎面

の 移動速度を直接算出した．図 2 は Re2＝63．1，φ＝1．0，ダブルパ ル

ス の時間 間隔酋＝30μS と した場合の連続す る CH 蛍光画像と，そ

れらの 画像か ら算出した火炎面の 移動速度ベ ク トル分布を示して

い る．移動速度ベ ク トル は CH 蛍光画 像か ら特定した火炎面位置

にお い て の み 示 して ある．移動速度ベ ク トル の方向は連続す る 蛍

光画像と良く一致 して おり，本研究で 用い た方法により火炎面の

移動速度を算出可能で ある ことがわか る．

　図 3 は異な る レイ ノル ズ数 の場合 に対す る計測結果 か ら求 めた

火炎面移動速度の 確率密度関数を示 して い る．火炎面の 移動速度

は 以前の研響 ｝におい て PIV によ り計測され た流体速度変動の

二 乗平均値程度の大 きさで ある．また，移動速度の 主流方向成分

の 確率密度関数｝よ 乱流場の 二 乗平均変動速度を用 い て無次元 化

する とレイ ノルズ数に依存 しない．
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FiglSchematic　ofthe 　doublepulsed　CH 　PLF 　system．
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